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ｔｈｅｍｏｎｏｃｈｒｏｍａｔｏｒ，ａｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌｓｔａｇｅｉｓｕｓｅｄ．

Ｔｈｅｓｐｅｃｔｒｕｍｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｓｙｓｔｅｍｉｓｃｏｍ

ｐｏｓｅｄｏｆａｍｏｎｏｃｈｒｏｍａｔｏｒ，ａｄｅｔｅｃｔｏｒａｎｄｔｈｅ

ａｍｐｌｉｆｉｃａｔｉｏｎｃｉｒｃｕｉｔ，ｓｈｏｗｎｉｎＦｉｇ．２．

Ｆｉｇ．２　Ｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔａｌｓｅｔｕｐ

Ｔｈｅ ｍｏｎｏｃｈｒｏｍａｔｏｒｉｓｔｈｅｇｒａｚｉｎｇｉｎｃｉ

ｄｅｎｃｅｍｏｎｏｃｈｒｏｍａｔｏｒ，ｗｉｔｈａ６００ｌｐ／ｍｍｂｌａｚｅｄ

ｇｒａｔｉｎｇ．Ｆｏｒｔｈｅｇｒａｔｉｎｇ，ｔｈｅｓｐｅｃｔｒｕｍｒｅｓｏｌｕ

ｔｉｏｎｉｓ０．０１５ｎｍｗｈｅｎｔｈｅｉｎｃｉｄｅｎｃｅａｎｇｌｅｉｓ８８°

ａｎｄｔｈｅｓｌｉｔｗｉｄｔｈｉｓ１０μｍ．Ｔｈｅｓｃａｎｎｉｎｇｓｌｉｔ

ｔｏｇｅｔｈｅｒｗｉｔｈｔｈｅｄｅｔｅｃｔｏｒｍｏｖｅｓａｌｏｎｇｔｈｅＲｏｗ

ｌａｎｄｃｉｒｃｌｅｗｈｅｎｔｈｅｗａｖｅｌｅｎｇｔｈｓｃａｎｓ．

ＳｐｅｃｔｒａｗｅｒｅｒｅｃｏｒｄｅｄｂｙａｎＡＸＵＶ１００ｓｉｌ

ｉｃｏｎｐｈｏｔｏｄｉｏｄｅ．Ｂｅｃａｕｓｅｏｆｔｈｅｗｅａｋｓｉｇｎａｌ，ａ

ｃｈａｒｇｅｓｅｎｓｉｔｉｖｅｐｒｅａｍｐｌｉｆｉｅｒｉｓｕｓｅｄｔｏａｍｐｌｉｆｙ

ｔｈｅｏｕｔｐｕｔｓｉｇｎａｌｆｒｏｍｔｈｅｄｉｏｄｅ．Ａｄａｔａａｃｑｕｉｓｉ

ｔｉｏｎｃａｒｄ（ＮＩＤＡＱ６０２３Ｅ）ｔｒａｎｓｆｅｒｓｔｈｅａｎａｌｏｇ

ｓｉｇｎａｌｓｉｎｔｏｄｉｇｉｔａｌｓｉｇｎａｌｓａｎｄａ ＶＩｐｒｏｇｒａｍ

ｂａｓｅｄｏｎ ＮＩｌａｂｖｉｅｗ ｐｒｏｃｅｓｓｅｄｔｈｅｄａｔａａｎｄ

ｓａｖｅｄｔｈｅｍｉｎａＰＣｃｏｍｐｕｔｅｒ．

Ｆｉｇ．３　ＥＵＶｅｍｉｓｓｉｏｎｓｐｅｃｔｒａｏｂｔａｉｎｅｄｆｒｏｍｅｔｈａｎｏｌ

ｔａｒｇｅｔＬＰＰｓｏｕｒｃｅ

５０６Ｎｏ．５ ＱＩＬｉｈｏｎｇ，ｅｔａｌ：Ｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔａｌｉｎｖｅｓｔｉｇａｔｉｏｎｏｆｌａｓｅｒｐｒｏｄｕｃｅｄｐｌａｓｍａ……



Ｆｉｇ．４　ＥＵＶｅｍｉｓｓｉｏｎｓｐｅｃｔｒａｏｂｔａｉｎｅｄｆｒｏｍａｃｅｔｏｎｅ

ｔａｒｇｅｔＬＰＰｓｏｕｒｃｅ

３　Ｒｅｓｕｌｔｓａｎｄｄｉｓｃｕｓｓｉｏｎ

　　Ｉｎｔｈｅｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔ，ｔｈｅｌａｓｅｒｐｕｌｓｅ＇ｓｐｅａｋｉｎ

ｔｅｎｓｉｔｙｉｓ８×１０
１１ Ｗ／ｃｍ２．Ｅｔｈａｎｏｌａｎｄａｃｅｔｏｎｅ

ｗｅｒｅｕｓｅｄａｓｔａｒｇｅｔｒｅｓｐｅｃｔｉｖｅｌｙａｎｄｔｈｅｓｐｅｃｔｒａ

ａｔ１１～２０ｎｍｗｅｒｅｒｅｃｏｒｄｅｄ．Ｆｉｇ．３ａｎｄＦｉｇ．４

ｓｈｏｗｔｈｅｓｐｅｃｔｒａｏｂｔａｉｎｅｄｆｒｏｍｔｈｅｔｗｏｋｉｎｄｓｏｆ

ｔａｒｇｅｔＬＰＰｓｏｕｒｃｅ．Ｔｈｅｙｓｈｏｗｔｈａｔｔｈｅｒｅｅｘｉｓｔ

ｆｉｖｅｓｔｒｏｎｇｌｉｎｅｅｍｉｓｓｉｏｎｓｉｎｔｈｅ１１～２０ｎｍｒｅ

ｇｉｏｎ．Ａｃｃｏｒｄｉｎｇ ｔｏ ｓｐｅｃｔｒｕｍ ｃａｌｃｕｌａｔｉｏｎ ｂｙ

ＣＯＷＡＮｐｒｏｇｒａｍ
［１２］，ｔｈｅｓｅｌｉｎｅｓａｒｅａｌｌｇｅｎｅｒａ

ｔｅｄｆｒｏｍｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｔｒａｎｓｉｔｉｏｎｓｉｎｏｘｙｇｅｎｉｏｎｓ．

Ｔｈｅｙａｒｅｔｒａｎｓｉｔｉｏｎｓｏｆ１ｓ
２２ｓ１ｓ２４ｐ（１１．５８ｎｍ），

１ｓ２２ｐ１ｓ
２４ｄ （１２．９８ｎｍ），１ｓ２２ｓ１ｓ２３ｐ （１５．０１

ｎｍ），１ｓ２２ｐ１ｓ
２３ｄ （１７．３０ｎｍ）ａｎｄ２ｓ２ｐ２ｓ３ｄ

（１９．３７ｎｍ），ｒｅｓｐｅｃｔｉｖｅｌｙ．

Ｔｈｏｕｇｈｔｈｅｉｎｔｅｎｓｉｔｙｉｓｎｏｔｔｈｅａｂｓｏｌｕｔｅ

ｖａｌｕｅ，ｉｔｄｅｍｏｎｓｔｒａｔｅｓｔｈａｔｔｈｅｓｐｅｃｔｒａｆｒｏｍｔｈｅ

ｅｔｈａｎｏｌｔａｒｇｅｔａｒｅｈｉｇｈｅｒｔｈａｎｔｈｏｓｅｆｒｏｍｔｈｅａｃ

ｅｔｏｎｅｔａｒｇｅｔｓｉｎｃｅｔｈｅｓｐｅｃｔｒａｗｅｒｅｒｅｃｏｒｄｅｄａｔ

ｔｈｅｓａｍｅｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓ．Ｂｅｃａｕｓｅｔｈｅｒａｔｉｏｏｆｏｘｙｇｅｎ

ｉｎｅｔｈａｎｏｌｉｓｈｉｇｈｅｒｔｈａｎｉｎａｃｅｔｏｎｅ，ｓｏｕｎｄｅｒｔｈｅ

ｓａｍｅｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓｏｎｅｌａｓｅｒｐｕｌｓｅｃａｎｉｎｔｅｒａｃｔｗｉｔｈ

ｍｏｒｅｏｘｙｇｅｎｉｏｎｓｉｎｅｔｈａｎｏｌｔｈａｎｉｎａｃｅｔｏｎｅ．

Ｉｎｔｈｅｐｒｏｃｅｓｓｏｆｔｈｅｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔｉｔｗａｓ

ｆｏｕｎｄｔｈａｔｔｈｅｐｒｅｓｓｕｒｅｆｏｒｃｉｎｇｔｈｅｌｉｑｕｉｄｉｎｔｏ

ｔｈｅｖａｃｕｕｍｃｈａｍｂｅｒｈａｓａｎｉｍｐｏｒｔａｎｔｉｎｆｌｕｅｎｃｅ

ｏｎｔｈｅｓｐｅｃｔｒｕｍｉｎｔｅｎｓｉｔｙ．Ｓｏａｔａｃｅｒｔａｉｎｗａｖｅ

ｌｅｎｇｔｈ，ｗｅｍｅａｓｕｒｅｄｔｈｅｉｎｔｅｎｓｉｔｙｗｈｉｌｅｃｈａｎ

ｇｉｎｇｔｈｅｐｒｅｓｓｕｒｅ．Ｆｉｇｕｒｅ５ｓｈｏｗｓｔｈｅｒｅｓｕｌｔ．

Ｉｔｃａｎｂｅｓｅｅｎｔｈａｔｂｅｌｏｗ２０２０ｋＰａ，ｔｈｅ

ｓｐｅｃｔｒｕｍｉｎｔｅｎｓｉｔｙｉｓｗｅａｋｂｅｃａｕｓｅｌｉｑｕｉｄｉｎｊｅｃ

ｔｅｄｉｎｔｏｔｈｅｃｈａｍｂｅｒｉｓｌｉｔｔｌｅ．Ｆｒｏｍ２０２０ｋＰａｔｏ

３０４０ｋＰａ，ｗｉｔｈｔｈｅｐｒｅｓｓｕｒｅｉｎｃｒｅａｓｅｓ，ｔｈｅｉｎ

ｔｅｎｓｉｔｙｉｎｃｒｅａｓｅｓｆｏｒｔｈｅｌｉｑｕｉｄｉｎｔｅｒａｃｔｉｎｇｗｉｔｈ

ｔｈｅｌａｓｅｒｐｕｌｓｅｉｎｃｒｅａｓｅｓ．Ｗｈｉｌｅａｂｏｖｅｔｈｅ３０４０

ｋＰａ，ｔｈｉｓｋｉｎｄｏｆｔｒｅｎｄｄｉｓａｐｐｅａｒｓ，ｗｈｉｃｈｓｈｏｗｓ

ｔｈａｔ３０４０ｋＰａｍａｙｂｅｔｈｅｓｕｉｔａｂｌｅｂａｃｋｇｒｏｕｎｄ

ｐｒｅｓｓｕｒｅｆｏｒｔｈｅｃｕｒｒｅｎｔｎｏｚｚｌｅｏｒｉｆｉｃｅ．

Ｆｉｇ．５　Ｇａｓｐｒｅｓｓｕｒｅｉｎｆｌｕｅｎｃｅｏｎｓｐｅｃｔｒｕｍ

４　Ｃｏｎｃｌｕｓｉｏｎ

　　ＴｈｅＬＰＰＥＵＶｓｏｕｒｃｅｗｉｔｈｌｉｑｕｉｄｔａｒｇｅｔｃａｎ

ｂｅｕｓｅｄａｓａｈｉｇｈｂｒｉｇｈｔｎｅｓｓｓｏｕｒｃｅｆｏｒｓｏｆｔＸ

ｒａｙａｎｄＥＵＶｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ．Ｉｔｉｓｄｅｂｒｉｓｆｒｅｅａｎｄ

ｓｕｉｔａｂｌｅｆｏｒｍｏｒｅｋｉｎｄｓｏｆｌｉｑｕｉｄｔａｒｇｅｔ．Ｉｎｔｈｅ

ｆｕｔｕｒｅ，ｗｏｒｋｃａｎｂｅｄｏｎｅｆｏｃｕｓｉｎｇｏｎｈｏｗｔｏｉｍ

ｐｒｏｖｅｔｈｅｌａｓｅｒ’ｓｉｎｔｅｎｓｉｔｙａｔｔｈｅｆｏｃｕｓｐｏｉｎｔ，

ｈｏｗｔｏｉｍｐｒｏｖｅｔｈｅｓｏｕｒｃｅ’ｓｓｔａｂｉｌｉｔｙａｎｄｈｏｗｔｏ

ｉｍｐｒｏｖｅｔｈｅｃｏｎｖｅｒｓｉｏｎｅｆｆｉｅｃｉｅｎｃｙｆｒｏｍｌａｓｅｒｔｏ

ＥＵＶ．ＴｈｉｓｓｏｕｒｃｅｉｓｎｏｗｗｏｒｋｉｎｇｉｎＳｔａｔｅＫｅｙ

ＬａｂｏｆＡｐｐｌｉｅｄＯｐｔｉｃｓｏｎａｄａｉｌｙｂａｓｉｓ．

６０６ 　　　　　ＯｐｔｉｃｓａｎｄＰｒｅｃｉｓｉｏｎＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　　　 Ｖｏｌ．１３



犚犲犳犲狉犲狀犮犲狊：

［１］　ＳＩＬＦＶＡＳＴＷＴ，ＲＩＣＨＡＲＤＳＯＮＭＣ，ＢＥＮＤＥＲＨ，犲狋犪犾．ＬａｓｅｒｐｒｏｄｕｃｅｄｐｌａｓｍａｓｆｏｒｓｏｆｔＸｒａｙ

ｐｒｏｊｅｃｔｉｏｎｌｉｔｈｏｇｒａｐｈｙ［Ｊ］．犑．犞犪犮．犛犮犻．犜犲犮犺狀狅犾，１９９２，Ｂ１０：３１２６３１３３．

［２］　ＫＡＵＦＦＭＡＮＲＬ，ＰＨＩＬＬＩＯＮＤ Ｗ，ＳＰＩＴＺＥＲＲＣ．Ｘｒａｙｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ１３ｎｍｆｒｏｍｌａｓｅｒｐｒｏ

ｄｕｃｅｄｐｌａｓｍａｆｏｒｐｒｏｊｅｃｔｉｏｎＸｒａｙｌｉｔｈｏｇｒａｐｈｙａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ［Ｊ］．犃狆狆犾．犗狆狋．，１９９３，３２：６８９７６９００．

［３］　ＭＩＣＨＥＴＴＥＡＧ．Ｘｒａｙｍｉｃｒｏｓｃｏｐｙ［Ｊ］．犚犲狆．犘狉狅犵．犘犺狔狊．，１９８８，５１：１５２５１６０４．

［４］　ＦＬＯＲＡＦ，ＭＥＺＩＬ，ＢＯＬＬＡＮＴＩＳ，ＢＯＮＦＩＧＬＩＦ，ＬＡＺＺＡＲＯＰ，ＬＥＴＡＲＤＩＴ，ＺＨＥＮＧＣＨ．

Ｋｒｙｐｔｏｎａｓｆｉｌｔｅｒｉｏｎｓ，ｄｅｂｒｉｓｕｓｅｌｅｓｓｒａｄｉａｔｉｏｎｉｎＥＵＶｐｒｏｊｅｃｔｉｏｎｌｉｔｈｏｇｒａｐｈｙｓｙｓｔｅｍ［Ｊ］．犛犘犐犈，

２００１，４５０４：７７８６．

［５］　ＢＡＲＴＮＩＫＦＨ，ＺＢＩＧＮＩＥＷＡＰ．ＸｒａｙｇｅｎｅｒａｔｉｏｎｆｒｏｍＮｄｌａｓｅｒｉｒｒａｄｉａｔｅｄｇａｓｐｕｆｆｔａｒｇｅｔ［Ｊ］．

犛犘犐犈，１９９３，２０１５：５７６２．

［６］　ＫＵＢＩＡＫＧＤ，ＢＥＲＮＡＲＤＥＺＬＪ，ＫＲＥＮＺＫ．Ｓｃａｌｅｕｐｏｆａｃｌｕｓｔｅｒｊｅｔｌａｓｅｒｐｌａｓｍａｓｏｕｒｃｅｆｏｒｅｘ

ｔｒｅｍｅｕｌｔｒａｖｉｏｌｅｔｌｉｔｈｏｇｒａｐｈｙ［Ｊ］．犛犘犐犈，１９９９，３６７６：６６９６７８．

［７］　ＫＵＢＩＡＫＧＤ，ＫＲＥＮＺＫＤ，ＢＥＲＧＥＲＫ Ｗ．Ｃｒｙｏｇｅｎｉｃｐｅｌｌｅｔｌａｓｅｒｐｌａｓｍａｓｏｕｒｃｅｔａｒｇｅｔｓ［Ｃ］．

犗犛犃犘狉狅犮犲犲犱犻狀犵狊，１９９５，２１：２４８２５４．

［８］　ＨＡＮＳＳＯＮＢＡＭ，ＲＹＭＥＬＬＬ，ＢＥＲＧＬＵＮＤＭ，犲狋犪犾．Ｌｉｑｕｉｄｘｅｎｏｎｊｅｔｌａｓｅｒｐｌｓｍａｓｏｕｒｃｅｆｏｒ

ＥＵＶｌｉｔｈｏｇｒａｐｈｙ［Ｊ］．犛犘犐犈，２００１，４５６６：１８．

［９］　ＬＩＮＪＱ，ＹＡＳＨＩＲＯＨ，ＡＯＴＡＴ，犲狋犪犾．ＥＵＶｇｅｎｅｒａｔｉｏｎｕｓｉｎｇｗａｔｅｒｄｒｏｐｌｅｔｔａｒｇｅｔ［Ｊ］．犛犘犐犈，

２００４，５３７４：９０６９１１．
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